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컷오프 탐침과 량뮤어 탐침을 이용한 Ar/CF4 

유도결합 플라즈마 특성 진단

손의정, 김윤기, 위성석, 김동현, 이해준, 이호준*

부산대학교 전자전기공학과

  반도체 공정에서 널리 사용되고 있는 유도결합 플라즈마에서 전자밀도 분포특성이 컷오프 

탐침을 이용하여 측정되었다. 밀도측정에 일반적으로 많이 사용되고 있는 랭뮤어 탐침은 플루

오르카본과 같은 반응성이 높은 가스를 사용하는 경우 탐침 끝부분이 증착 혹은 식각되거나 

플라즈마전위 변동 때문에 V-I 곡선 특성이 왜곡되는 현상이 발생한다. 반면, 컷오프 탐침을 

이용하는 경우 플라즈마 고유주파수를 실험적으로 결정하는데 여러가지 제약이 있다. 본 연구

에서는 두가지 측정방법의 비교를 통해 각 방법의 장단점을 실증적으로 비교하고 대면적 유도

결합플라즈마에서 전자밀도균일도를 조사하였다. 량뮤어 탐침법에서는 플라즈마와 탐침사이의 

임피던스를 최소화 하는 튜닝회로의 최적화가 이루어 졌으며 컷오프 탐침에서는 안테나 구조

에 따른 수신안테나의 신호전달 및 주파수특성에 대해 연구되었다. 
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